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中文摘要 

本研究利用不同氧離子劑量（1.14×1016、3.81×1016及 1.14×1017 

ions/cm2）於人工植牙用純鈦金屬表面，進行氧離子電漿浸沒離子注

入處理，期望能夠提昇其耐蝕性質及生物相容性質。利用原子力顯

微鏡、X 光光電子能譜儀及奈米壓痕試驗機，來探討不同氧離子劑

量對於純鈦金屬表面形貌、化學成份、硬度及楊氏係數之影響。耐

蝕性測試是於模擬血漿的環境中進行動電位極化曲線量測。利用人

類骨髓間葉幹細胞來評估純鈦金屬表面之生物相容性。研究結果顯

示，氧離子電漿浸沒離子注入技術並不會對純鈦金屬表面形貌造成

明顯的改變，但能夠增加純鈦金屬表面氧化層厚度、提高表面硬度

及楊氏係數、降低腐蝕速率及鈍化電流，並促進純鈦金屬表面人類

骨髓間葉幹細胞之貼附及增生能力。本研究結果證實，氧離子電漿

浸沒離子注入技術可有效提高人工植牙用純鈦金屬之耐蝕性質及生

物相容性質。 
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